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分析週期性光柵之臨界尺寸變異對疊對偏移量測之影響
探討半導體製程之疊對量測受臨界尺寸變異而可能產生的量測誤差。根據製程設計參數，以嚴格耦合波分析(RCWA)電磁理論建立週期性光柵散射理論模型，進一步研究當製程之臨界尺寸變異為
±10nm時，所造成對疊對量測的影響。並分析在特定製程條件下最佳化的疊對量測範圍，此評估方法，可降低臨界尺寸變異對疊對量測的影響。

